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(S7} Abstract: The iovell.tion relates to a devic.e aod a method 
for lransfening microslruc:tures from a tool to a subs~ 
which is to be structured. The illvcnliou aims to align the 
l00l 1111d the substrate in a mutually c:ontrolled manner. The 
device coniaiDs supports fOI tbe tool and tbe substme w!ll-.::; 
can be displaced iD au opposillg dim;tio12 in relation to OD<! 

anOlher, i:esulling iu an alteration of the diswice between th~ 
tool and tbe substrate. A measuring system is provided which 
can be msenad be~ the supporlS, for me.:isuriog ~l<leie<l 
locations OD at least one measuring plane. The dirccuon oi 
displacement of tbe supports is aligned vertically in rebtion 
r.o said measuring plane. The measuring syslem fonns a n1.cd 
spatial relationship with the tool in a measuring position. Tut! 
substrme can be displaced parallel to the measuring ph>.ne, m 
order to be aligned in relatiou to the IOOI. The in\·enlion can 
be used for producing .atlcrostn.JC'IWfd component~. 

(57) Zusammenfassong: Bei einer EinricblUilz Wld eincm 
Vedahren zur Obe:rlragung von Mila:ostruklmeo von einem 
Werkzeug auf ein zu strultturierendes Sub&trat be.slebt die 
Aufgabe, eine gegenseitige koll1rollierbare Ausrlcbtbarkeit 
von Werkzeug und formbarem Material m gewlihrleisten. Die 
Eimic:btuog enlhilt Trager flil: das Wakzeug und das Subs1Tat. 

an d.ie iii einer Rieb.bing gegeneinmder verstellhar sind. au.~ dC!r a 10 1 eiDe Abstandsi.ndenmg de6 Werlczeuges und des Sub~t."":l.:t:s 
zueinander reswlieit. Zur VennessWlg ausgciwiihl1.c:r One 

~ in mindestens einer MessebeDC, zu der die Richruug dcr 
CS Verst.ellung der Triger senktecht gericbtct isr. ist cin zwii:chcn 
Q die T.tiger eiascbiebbares Mess.system vorgesehe.n. ~ in 

0 
einer Me&spositioo mit dem Werkz.eug in fest.er raumfa.1ler 
Beziehung stehl Das Substrat ist zur Ausricbtung gegeoiibet 

:;;;;. dem Werbeug parallel zur Messebcne verschiebbu. Dte 
~ Edindung ist bei der Hemellung mikrostruklurierter Bauele:mente anwendbar. 
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